V predloZené praci jsme deponovali vrstvy vanadu a rhodia o tloustce zlomku monovrstvy az nékolika
monovrstev na polykrystalickou podlozku -Al203. Pripravené vzorky se liSily v poméru zastoupeni
obou kovll a v poradi jejich depozice. Po depozici byly vzorky ohfivany a byla studovana jejich
interakce s molekulami CO a O2. Po kazdém experimentalnim kroku (depozice, ohfev, adsorpce Ci
desorpce plynd) byly vzorky proméreny metodou XPS. Ke studiu interakce plyni s povrchem (adsorpce
a desorpce ) byly pouzity metody Molekularnich svazkd (MB) a Teplotné stimulované desorpce (TDS).
Podobné byl studovan i bimetalicky systém vanadu deponovaného na polykristalickou félii Rh a r(st
vanadu na polykrystalické podloZce -Al203.



